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Abstract (en)
[origin: US4451336A] An additive-free, fast-precipitating electrolyte bath for precipitating lustrous, crack-free palladium layers on workpieces is
formulated, by successively adding to distilled water heated up to about 90 DEG C., phosphoric acid, sufficient ammonia to neutralize the phosphoric
acid and palladium, in the form of palladium chloride. After dissolution of the palladium salt, the operating pH value is adjusted by additions of
ammonia or phosphoric acid as required and the volume of the bath can be increased as desired by additions of further distilled water. The bath can
be filtered prior to use.

Abstract (de)
Ein zusatzfreies, schnellabscheidendes galvanisches bad zum Abscheiden von glänzenden, rißfreien Palladium schichten wird durch folgenden
Ansatz erreicht: In bis auf 90°C aufgeheiztes, destillertes Wasser werden nacheinander zugegeben: Phosphorsäure, Ammoniak bis zur
Neutralisation der Phosphorsäure und Palladium aus Palladiumchlorid, wobei der Gebrauchs-pH-Wert mittels Ammoniak oder Phosphorsäure
eingestellt und das bad bis zum Endvolumen mit destilliertem Wasser ergänzt und vor dem Gebrauch filtriert wird.
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